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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和3年9月16日(2021.9.16)

【公開番号】特開2019-117924(P2019-117924A)
【公開日】令和1年7月18日(2019.7.18)
【年通号数】公開・登録公報2019-028
【出願番号】特願2018-161966(P2018-161966)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/683    (2006.01)
   Ｈ０２Ｎ  13/00     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/24     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/50     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/68     　　　Ｒ
   Ｈ０２Ｎ   13/00     　　　Ｄ
   Ｃ２３Ｃ   14/24     　　　Ｇ
   Ｃ２３Ｃ   14/24     　　　Ｊ
   Ｃ２３Ｃ   14/50     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和3年8月4日(2021.8.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１方向に並んだ複数の電極部を有する静電チャックプレート部と、
　前記複数の電極部に対して前記第１方向において順番に電圧を印加する電圧印加部と、
を備え、
　基板を吸着して保持するための静電チャックにおいて、
　前記複数の電極部の少なくとも１つは、プラス電極とマイナス電極とを含み、
　前記プラス電極及び前記マイナス電極のそれぞれは、前記第１方向に沿って延在する基
部と、前記基部に連結され、かつ、それぞれ前記第１方向と交差する第２方向に沿って延
在する複数の櫛歯部と、を含み、
　前記プラス電極の前記複数の櫛歯部及び前記マイナス電極の前記複数の櫛歯部は、前記
第１方向に沿って交互に並び、
　前記静電チャックプレート部の外縁は、前記第１方向に沿った短辺と、前記第２方向に
沿った長辺を有する
　ことを特徴とする静電チャック。
【請求項２】
　前記第２方向は、前記第１方向と直角を成すように交差する請求項１に記載の静電チャ
ック。
【請求項３】
　前記第１方向は、前記静電チャックプレート部の第１辺側から前記第１辺と対向する第
２辺側に向ける方向である請求項１に記載の静電チャック。
【請求項４】
　前記静電チャックプレート部は長辺と短辺を有し、前記第１方向は前記短辺の方向であ



(2) JP 2019-117924 A5 2021.9.16

り、前記第２方向は前記長辺の方向である請求項１に記載の静電チャック。
【請求項５】
　前記電圧印加部は給電端子部を含み、
　前記給電端子部は、前記静電チャックプレート部の基板吸着面と交差する側面に設置さ
れる請求項１に記載の静電チャック。
【請求項６】
　前記静電チャックプレート部は、前記複数の電極部に対応する複数の吸着部を含む請求
項１に記載の静電チャック。
【請求項７】
　前記複数の吸着部は、前記第１方向に分割されるように配置される請求項６に記載の静
電チャック。
【請求項８】
　前記複数の吸着部は、前記第２方向及び前記第１方向に分割されるように配置される請
求項７に記載の静電チャック。
【請求項９】
　前記第１方向は、前記静電チャックプレート部の第１辺側に配置された吸着部から前記
第１辺と対向する第２辺側に配置される吸着部に向ける方向である請求項６に記載の静電
チャック。
【請求項１０】
　前記第１辺は、前記静電チャックプレート部の長辺である請求項９に記載の静電チャッ
ク。
【請求項１１】
　前記第１辺は、前記静電チャックプレート部の短辺である請求項９に記載の静電チャッ
ク。
【請求項１２】
　マスクを介して基板上に蒸着材料を成膜するための成膜装置であって、
　第１方向に並んだ複数の電極部を有する静電チャックプレート部を備え、基板を上方か
ら吸着して保持するための静電チャックと、
　前記静電チャックの下方に設置されて、基板を下方から支持するための基板支持台と、
　前記複数の電極部に対して前記第１方向において順番に電圧を印加する電圧印加部と、
を含み、
　前記複数の電極部の少なくとも１つは、プラス電極とマイナス電極とを含み、
　前記プラス電極及び前記マイナス電極のそれぞれは、前記第１方向に沿って延在する基
部と、前記基部に連結され、かつ、それぞれ前記第１方向と交差する第２方向に沿って延
在する複数の櫛歯部と、を含み、
　前記プラス電極の前記複数の櫛歯部及び前記マイナス電極の前記複数の櫛歯部は、前記
第１方向に沿って交互に並び、
　前記静電チャックプレート部の外縁は、前記第１方向に沿った短辺と、前記第２方向に
沿った長辺を有する
　ことを特徴とする成膜装置。
【請求項１３】
　前記基板支持台は、前記静電チャックの静電チャックプレート部の第１辺に沿って設置
される第１支持部材と、前記第１辺と対向する前記静電チャックプレート部の第２辺に沿
って設置される第２支持部材とを含み、
　前記第１方向は、前記第１支持部材側から前記第２支持部材側に向ける方向である請求
項１２に記載の成膜装置。
【請求項１４】
　前記第１支持部材は、前記第２支持部材よりその基板支持面の高さが高い請求項１３に
記載の成膜装置。
【請求項１５】
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　前記第１支持部材は、前記第２支持部材より基板に対する支持力が大きい請求項１３に
記載の成膜装置。
【請求項１６】
　マスクを介して基板上に蒸着材料を成膜するための成膜装置であって、
　基板を上方から吸着して保持するための請求項１～請求項１１のいずれか１項に記載の
静電チャックと、
　前記静電チャックの下方に設置されて、基板を下方から支持するための基板支持台とを
含む成膜装置。
【請求項１７】
　第１方向に並んだ複数の電極部を有する静電チャックプレート部を備える静電チャック
に基板を吸着させる方法であって、
　前記電極部に対して前記第１方向において順番に電圧を印加することで、基板を前記静
電チャックプレート部に吸着させる段階を含み、
　前記複数の電極部の少なくとも１つは、プラス電極とマイナス電極とを含み、
　前記プラス電極及び前記マイナス電極のそれぞれは、前記第１方向に沿って延在する基
部と、前記基部に連結され、かつ、それぞれ前記第１方向と交差する第２方向に沿って延
在する複数の櫛歯部と、を含み、
　前記プラス電極の前記複数の櫛歯部及び前記マイナス電極の前記複数の櫛歯部は、前記
第１方向に沿って交互に並び、
　前記静電チャックプレート部の外縁は、前記第１方向に沿った短辺と、前記第２方向に
沿った長辺を有する
　ことを特徴とする基板吸着方法。
【請求項１８】
　前記吸着させる段階は、前記静電チャックプレート部の第１辺に沿って設置される第１
支持部材と、前記第１辺と対向する前記静電チャックプレート部の第２辺に沿って設置さ
れる第２支持部材とを含む基板支持台上に載置された基板に前記静電チャックを近接又は
接触させる段階を含み、
　前記第１方向は、前記第１支持部材から前記第２支持部材に向ける方向である請求項１
７に記載の基板吸着方法。
【請求項１９】
　前記第１支持部材は、前記第２支持部材よりその基板支持面が高い請求項１８に記載の
基板吸着方法。
【請求項２０】
　前記第１支持部材は、前記第２支持部材より基板に対する支持力が大きい請求項１８に
記載の基板吸着方法。
【請求項２１】
　前記吸着させる段階では、前記静電チャックプレート部に含まれた複数の電極部に前記
第１方向に沿って順次に電圧を印加する請求項１７に記載の基板吸着方法。
【請求項２２】
　マスクを介して基板に蒸着材料を成膜する成膜方法であって、
　基板支持台上に基板を載置する段階と、
　基板の上方から静電チャックを基板上に近接または接触させる段階と、
　請求項１７～請求項２１のいずれか１項に記載の基板吸着方法を用いて基板を静電チャ
ックに吸着させる段階と、
　基板をマスク上に載置する段階と、
　マスクを介して基板に蒸着材料を成膜する段階と、を含む成膜方法。
【請求項２３】
　電子デバイスの製造方法として、請求項２２に記載の成膜方法を用いて電子デバイスを
製造する方法。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明の第１態様による静電チャックは、第１方向に並んだ複数の電極部を有する静電
チャックプレート部と、前記複数の電極部に対して前記第１方向において順番に電圧を印
加する電圧印加部と、を備え、基板を吸着して保持するための静電チャックにおいて、前
記複数の電極部の少なくとも１つは、プラス電極とマイナス電極とを含み、前記プラス電
極及び前記マイナス電極のそれぞれは、前記第１方向に沿って延在する基部と、前記基部
に連結され、かつ、それぞれ前記第１方向と交差する第２方向に沿って延在する複数の櫛
歯部と、を含み、前記プラス電極の前記複数の櫛歯部及び前記マイナス電極の前記複数の
櫛歯部は、前記第１方向に沿って交互に並び、前記静電チャックプレート部の外縁は、前
記第１方向に沿った短辺と、前記第２方向に沿った長辺を有する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の第２態様による成膜装置は、マスクを介して基板上に蒸着材料を成膜するため
の成膜装置であって、第１方向に並んだ複数の電極部を有する静電チャックプレート部を
備え、基板を上方から吸着して保持するための静電チャックと、前記静電チャックの下方
に設置されて、基板を下方から支持するための基板支持台と、前記複数の電極部に対して
前記第１方向において順番に電圧を印加する電圧印加部と、を含み、前記複数の電極部の
少なくとも１つは、プラス電極とマイナス電極とを含み、前記プラス電極及び前記マイナ
ス電極のそれぞれは、前記第１方向に沿って延在する基部と、前記基部に連結され、かつ
、それぞれ前記第１方向と交差する第２方向に沿って延在する複数の櫛歯部と、を含み、
前記プラス電極の前記複数の櫛歯部及び前記マイナス電極の前記複数の櫛歯部は、前記第
１方向に沿って交互に並び、前記静電チャックプレート部の外縁は、前記第１方向に沿っ
た短辺と、前記第２方向に沿った長辺を有する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の第３態様による成膜装置は、マスクを介して基板上に蒸着材料を成膜するため
の成膜装置であって、基板を上方から吸着して保持するための第１態様による静電チャッ
クと、前記静電チャックの下方に設置されて、基板を下方から支持するための基板支持台
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とを含む。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明の第４態様による基板吸着方法は、第１方向に並んだ複数の電極部を有する静電
チャックプレート部を備える静電チャックに基板を吸着させる方法であって、前記電極部
に対して前記第１方向において順番に電圧を印加することで、基板を前記静電チャックプ
レート部に吸着させる段階を含み、前記複数の電極部の少なくとも１つは、プラス電極と
マイナス電極とを含み、前記プラス電極及び前記マイナス電極のそれぞれは、前記第１方
向に沿って延在する基部と、前記基部に連結され、かつ、それぞれ前記第１方向と交差す
る第２方向に沿って延在する複数の櫛歯部と、を含み、前記プラス電極の前記複数の櫛歯
部及び前記マイナス電極の前記複数の櫛歯部は、前記第１方向に沿って交互に並び、前記
静電チャックプレート部の外縁は、前記第１方向に沿った短辺と、前記第２方向に沿った
長辺を有する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　本発明の第５態様による成膜方法は、マスクを介して基板に蒸着材料を成膜する成膜方
法であって、基板支持台上に基板を載置する段階と、基板の上方から静電チャックを基板
上に近接または接触させる段階と、本発明の第４態様による基板吸着方法を用いて基板を
静電チャックに吸着させる段階と、基板をマスク上に載置する段階と、マスクを介して基
板に蒸着材料を成膜する段階と、を含む。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　本発明の第６態様による電子デバイスの製造方法は、本発明の第５態様による成膜方法
を用いて、電子デバイスを製造する。
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